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【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｋ   1/20     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｂ２３Ｋ  31/02    ３１０Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月10日(2011.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　プロセス室における基体の処理のためのプロセスガスの濃度を制御するにあたり、液体
を、キャリアガスの通された泡を用いてバブラー中で気化する方法であって、バブラー中
において所定の一定の内部圧力を発生させて、そして、その後、所定の蒸気圧を調整する
ためにバブラー内で気化される媒体の温度を調節しながら同時に、バブラー中へキャリア
ガスを導入することを特徴とする上記方法。 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明が基づく上記の課題は、冒頭の述べたタイプの方法において、バブラー中におい
て所定の一定の内部圧力を発生させて、そして、その後、所定の蒸気圧を調整するために
バブラー内で気化される媒体の温度を調節しながら同時に、バブラー中へキャリアガスを
導入することよって解決される。
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